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Slovni vyjadieni, komentife a pripominky oponenta:

Hodnocen4 préace je pom&ms rozséhld, a dobfe napsani. V celém textu jejen nékolik preklepd a
nepodstatnych jazykovych chyb, které nesnizujf jeho srozumitelnost. V kapitolach Uvod a P¥ehled
metod autor srozumiteln& a ucelensd pribliZuje techniky pouzfvané v elektronové litografii a
nanomanipulaci. Vytéenych il bylo dosaZeno, byly Zjistény moZnosti a nalezeny optimaln{
parametry pouziti nového SEM pro elektronovou litografii. Také byly provedeny Upravy
mikroskopu za Gdelem méfeni vodivost litograficky vytvofenych struktur a provedena zkusebn{
méfeni. K textu mém pouze ngkolik vyhrad:

* Nastr. 9 ve vzorci pro disperzivitu polymeru Je misto numericky primémé molarmi
hmotnosti My veli&ina Mb, o které se v textu nepise.

* Nastr. 10 v popisu obr. 2.2 () resp. (b) jsou prohozeny pojmy negativni resp. pozitivni
rezist, coZ je pomé&rns matouci, vzhledem k tomu, e tento obrdzek slouzi prave
k vysvétleni téchto pojmii. ,

* Vkapitole 2.1.3 na str. 14 autor pi3e, Ze rozligent elektronové litografie z4visi hlavng na
Sifce svazku a energii pouZitych elektront. Také uvadi, Ze primér pouZitych svazkd se
pohybuje v ¥4du jednotek nm. Na predchozi strang v odstavei Sekundarni elektrony viak
pife, Ze sekundarni elektrony se podilf na rozsifent efektivniho priméru svazku piiblizng
10 nm a tvo¥ tak hlavni &4st prakticky pouZitelnych minimélnich rozmérd svazku.

e Str. 35, obr. 4.8 (a) a (b), porovnan{ chromového dratku a plosky - méfitko se 1isf Sx,
pokud to vezmeme v ivahu, vede to k opadnému zdvén — okraje plosky jsou hite ™
definovény.

Pripadné otizky p¥i obhajobé& a naméty do diskuze:

¢ Obr. 2.5 str. 15 — autor zdivodiiuje vady ziskangé struktury proximity efektem, obrazek
vSak spife vyvoldva dojem, Ze $lo o nedokonalé odstranénf lift-off.
* Str. 25, 3. odstavec — pro¢ je z uvedenych materiali vhodny pro nanomanipulaci W?

*  Pro¢ byly pouity réizné tloust ky funk&nich vrstev pro riizné materialy (str. 32)?
* Str. 34, 3. odstavec a obr. 4.10 — podle autora nebyla vrstva odstran&na proto, Ze se
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